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１．概要（Summary） 

磁性薄膜の磁気デバイスへの応用を目指し、ナノプロ

セシング施設(NPF)の設備を利用して熱酸化 Si 基板上

に FeSiB 磁性薄膜と Al2O3および SiO2の各種絶縁薄

膜を交互成膜し、断面構造と磁気特性を評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

スパッタ装置(芝浦)、多目的高速加熱ランプ炉(RTA) 

【実験方法】 

熱酸化Si基板上にNPF所有のFe78-Si10-B12(at.%)、

Al2O3、SiO2 各ターゲットを使って狙い膜厚 100 nm の

FeSiB 薄膜、狙い膜厚 10nm の各種絶縁薄膜を交互に

5回繰り返し多層成膜した。成膜条件は投入電力 200 W, 

ガ ス 流 量 10 sccm  (FeSiB:Ar, Al2O3:Ar/O2, 

SiO2:Ar/O2)、成膜圧力 0.5 Pa(NPF標準条件)、基板温

度は室温、とした。また、作製したサンプルはRTAにて到

達温度 400℃の熱処理を行い、磁気特性を評価した。断

面構造および磁気特性は株式会社村田製作所所有の走

査型透過電子顕微鏡(STEM)、および試料振動型磁力

計(VSM)を用いて評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に多層膜[FeSiB/Al2O3]*5、[FeSiB/SiO2]*5 の

STEM 観察結果を示す。概ね狙い通りの膜構造、および

良好な多層構造になっていることが分かった。 

Fig. 2 に多層膜[FeSiB/Al2O3]*5、[FeSiB/SiO2]*5 の

VSM 測定結果を示す。FeSiB と各絶縁層との多層膜の

磁化曲線は概ね一致しており、絶縁層の材料による

FeSiB層の磁気特性への悪影響は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

  なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

Fig. 1 STEM images of FeSiB/Al2O3 and 

FeSiB/SiO2 multilayers. 

Fig. 2 Magnetic hysteresis loops of FeSiB/Al2O3 

and FeSiB/SiO2 multilayers after RTA 

annealing. 


